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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

振動圧縮荷重を窒素雰囲気下で純チタンに施した．この試料の表層に侵入した窒素
の状態を調べるために，北海道大学の設備を利用して組織観察，元素分析，結晶構
造解析を行った．

実験
Experimental

表面改質後の試料を薄片化し，収差補正走査透過型電子顕微鏡 （Titan G3 60-300）
を用いて観察した．また，EDSによる元素分析マッピングと結晶構造解析を実施し
た．

結果と考察
Results and Discussion

Fig. 1に試料の明視野像を示す．この明視野像で示した領域に対してEDSによる元
素マッピングを行った．その結果をFig. 2に示す．同図において緑は窒素を赤はチ
タンを示している．元素マッピングの結果から，試料の表層には，内部と比較して
窒素が多く含まれていることが分かった
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Fig. 1 Bright field image
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Fig. 2 Result of elemental mappings.
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